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본  사  히라가다시 찌 1죠  5  1고  에무라 고
 가 시키가 샤  겐뀨 쇼내

(74) 식

심사  :    

(54) 주 , 납 또는 주 -납 합  무전해 하는 

약

본   주 염 /또는  납염, 들 염  해시킬  는 산  착제  포함하는 무
전해  사 하여  또는  합 에 주 , 납 또는 주 -납 합  무전해 하는 

 제공한다.  주  /또는 납함량 , 주  /또는 납염  에 해 어 나 는 
 농  가에 비 하여 보 함 ,   학적  착 에 히 높게 

다. 또한  염  새  에 첨가 는 무전해 주 , 납 또는 주 -납 합   
제공한다.

[  칭]
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주 , 납 또는 주 -납 합  무전해 하는 

[  간단한 ]

제1 는  7 (실시 )  11 (비 실시 )  사 하는 주 -납합  착할  착물  량
에 한 합 조  나타내는 그래프 고, 

제2 는  7 (실시 )  11 (비 실시 )  사 하여 주 -납합  착할  착물  량
에 한 께  나타내는 그래프 다.

[  상 한 ]

본  주 , 납, 또는 주 -납 합   또는 합 에 무전해 하는 에 한 것 다.

[  경]

전 공업에 어 는, 전   에 는  또는 합 에 납  여하  해, 
전 에 해 나 합 에 주 , 납, 또는 주 -납 합 피  하는 것  행 었
다. 전 치  크 가 감 함에 라,    또한 거나 복 다.  미 하게 

정  (정 한)  전  하 가 곤란하다. 그 게 미 하게 정  에 할 
 는  무전해  주 ,  납  또는  주 -납  에  심  경주 고  다.  컨  본  특허공개 

제184279/1989 는 특정 폰산,  산  주   납염, 차아 산나트 ( 원제),  티 아(착
제)  주  함 하는 무전해 주 -납 합  사  제 하고 다. 그러나  행  무
전해  주 , 납 또는 주 -납 합  시  보  고  않고 단  농 가 착 한계

하  낮아   폐 다는 점에  식 폐  시  계  것 다. 그런 시  
주  얇   시키고  할 에 채 다.   시키  한 무전해  
연 전에 해 는 제안  것  거  없었다. 연 전에 한 정  착  할  게 하
는 무전해  보 제어에 해 는 아무 연  루어  않았다.

상적 무전해 공정에 어 는,   하고 그 에 비 하여 필 한  
에 보 함   하고 다.

본 들 ,  행함에 라 가 물  해하여 에 점차적  적  문
에, 함 물   한 무전해  주 , 납 또는 주 -납 합  에  주   납  
간단하고 정 하게 하 는 어 다는 것  견하 다. 라  상적 무전해   무
전해 주 , 납 또는 주 -납 합  에 거  적 할 는 없다.

라 , 간단하   식  무전해 주 , 납 또는 주 -납 합  에  주  또는 납  
함량  제어하여   연  하게 할  는 무전해 주 , 납 또는 주 -납 합  
공정  청 고 다.

집적  같  전 에 한 행 착  DIP  키  착 (VMT)  한 
키  착 (SMT)  전  겪고 다. 라   착  IC 키   타 
과 접 어 한  나타낼 것,   또는  합  체 에 단히 균 한 주 , 납 
또는 주 -납 합    착할 것  망 다.

그러나 상  무전해 주 , 납 또는 주 -납 합   전 에는 안정하고 께  합
조  균  량한 조 한   하는 경향  다. , 종래  무전해   
또는  단계에 어  플 에 흠  는 주 , 납 또는 주 -납 합  하  워, SMT 

향  미 피치   칩 과 같   에 는 어  다.

라   조제   조  종료시  전  사 에 걸쳐 균 한  할 
 고 SMT 향  미 피치   칩 에 적 할  는 무전해 주 , 납 또는 주 -납 

합   청 고 다.

[  개 ]

본  주 적  무전해 주 , 납 또는 주 -납 합   주  또는 납  함량  간단하고  
 식  제어 고 그 하여   연  실히 가능  하는 무전해 주 , 납 또는 

주 -납 합   제공하는 것 다.

본  다  적  SMT 향 미 피치   칩 에 적   ,  조제
  조  종료시  전  사  에 걸쳐 균 한  할  는 무전해 주 , 납 

또는 주 -납 합   제공하는 것 다.

 주 염 /또는  납염,  염들  해할  는 산  착제  포함하는 무전해  
사 하여  또는  합 에 주 , 납 또는 주 -납 합  무전해 하는  연 하 , 
본 들    카니  하 는 물  하는  또는  합  가 

 해하고 그  동시에 주 , 납 또는 주 -납 합  물 에 착하여 그 에 피  하는
 특징   견했다.

, 행과 함께 는 내에  가한다. 내  해 는  양   주  /
또는 납  양에 비 하고 에 해 어 나 는  농 는 하고 정 하게   

다. 그러 , 에 해 어 나 는  농  하고 농  가에 비 하
여 주 염 /또는 납염  보 함 , 무전해 주 , 납 또는 주 -납 합   주  또는 납

 함량  간단하고   식  제어   다. 본   견에 해 측  것 다.

라 , 본  제1양태는  주 염 /또는  납염, 그 염  해할  는 산  착제
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 어 는 무전해  사 하여  또는  합 에 주 , 납 또는 주 -납 합  학적 
또는 무전해적  하는 에 어   주 염 /또는  납염  에 해 어 
나 는  농 가에 비 하여 보 하는 것  특징  하는  제공한다.

 주 염/또는  납염, 그 염  해할  는 산  착제  포함하는 무전해 주 , 납 또는 
주 -납 합   조   연 하여, 본 들  새  또는 보 에 염  
미  가함   조제   조  종료시  전 사 에 걸쳐 단히 안정 어 는 
무전해 주 , 납 또는 주 -납 합   얻어 다.  새  에  생  주 , 납 또는 주 -납 
합  착물  실 적  균  미  어 어 처  양 한 플  나타내고 그
하여 SMT 향 미  피치 에 전하게 사   다.

라 , 본  제2양태는  주 염 /또는  납염, 그 염  해시킬  는 산  착
제  어 는 새  또는 보  무전해 에 염  가하고 그  사 하여  또는 

합 에 주 , 납, 또는 주 -납 함  무전해 하는 것  어 는 주 , 납 또는 주 -납 
합  학적 또는 무전해적  하는  제공한다.

[ 람 한 실시  ]

본  제1양태  제2양태  어느 것에 어 사 는 학적 또는 무전해적  주  
(A)  주 염,  납염  그들  합물    택  염 , (B) 염

 해시킬  는 산 ,  (C) 착제  포함한다.

염 (A) 는, 제1주 ,  2가주  제공할  는 어   주 염  사   
다. 여  포함 는 것  산  제1주 , 염  제1주 , 산 제1주 , 알칸 폰산 제1주 , 알칸 폰

산 제1주 과 같   폰산 제1주 ,  카 복실산 제1주 , 포 신산 제1주    제1
주 다.  납염  에는 염 납, 산납, 아 트산납, 산 납, 탄 폰산납과 알칸 폰산납
과 같   폰산납,  납  다. 염  람 하게는 약 0.5 내  30g/ℓ, 특히 약 
1 내  20g/ℓ  양  함 다.

들 염  해할  는 산 (B)에는  폰산, 과염 산, 플루 산, 산, 피 산, 
폴 산과 같  합 산,  염산  들 산  상  합물  다.  폰산  에는 알칸

폰산, 히드 시알칸 폰산, 젠 폰산, 나프탈 폰산  한개 상  원 가 할 겐원 , 히드
실, 알킬, 카 복실, 니트 , 캅 , 아미노  폰산염  치  그들 산  치 체가 다. 보

다 상 하게는, 본 에 사 는  폰산  람 한 에는 탄 폰산, 에탄 폰산, 프
폰산, 2-프 폰산, 탄 폰산, 2- 탄 폰산, 탄 폰산, 헥산 폰산, 칸 폰산, 칸 폰산, 
클 프 폰산,  2-히드 시에탄-1- 폰산,  2-히드 시프 -1- 폰산,  1-히드 시프 -2- 폰
산, 3-히드 시프 -1- 폰산, 2-히드 시 탄-1- 폰산, 4-히드 시 탄-1- 폰산, 2-히드 시 탄-
1- 폰산,  2-히드 시헥산-1- 폰산,  2-히드 시 칸-1- 폰산,  2-히드 시 칸-1- 폰산,  알 폰
산, 2- 포아 트산, 2-또는 3- 포프 피 산, 포 신산, 포말 산, 포 산, 젠 폰산, 
루엔 폰산, 크실 폰산, 니트 젠 폰산, 포 조산, 포살 실산, 알 히드 폰산, p- 놀

폰산등  다. 산  람 하게는 약 50 내  250g/ℓ, 특히 약 100 내  200g/ℓ  양  사 다. 
염  산  함량  극히 낮아  침전할  는 , 산  함량  과다하  침전 가 낮

아  것 다.

착제(C)에는 컨  살산, 타 타 산, 시트 산, 에틸 아민 트라아 트산(EDTA)  그것  염, 
티 아, 티 아 체, 트 에탄 아민,  들  합물  다. 착제는 람 하게는 약 30 
내  200g/ℓ, 특히 약 50 내  150g/ℓ  양  사 다. 착제  함량  너무 낮   해하는 

, 착제  함량  과다하  침전 가 낮아  것 다. 상  착제 에  티 아  그것  체
가 람 하게 사 는  그것  사 량  약 50 내  200g/ℓ가 람 하  특히, 약 50 내  150g/ℓ
가 람 하다. 전 적  티 아 체는 티 포 아미드, 티 아 트아미드등과 같  티 아미드

다.

에 원제  첨가할  다. 람 한 원제  에는 차아 산  차아 산나트 과 차아 산
칼 과 같   차아 산염  다. 원제는 상 사 하는 양  사 하 , 람 하게는 약 30 
내  300g/ℓ,  람 하게는 약 50 내  200g/ℓ만큼 사 다.

가해 , 다  종래  첨가제  상 사 하는 양  첨가 다.  공정 에 pH 0 내  3
 조정하고 약 60 내  90℃   하는 것  람 하다.

본  제1양태에  공정  적어     또는 합  어 는 물
 상  에 침 하여 물   또는 합 에 주 , 납 또는 주 -납 합  피  
하는 것 다. 합  50 량% 상   함 하고 Cu-Zn과 Cu-Sn 등  포함한다. 공정 에 

 주 , 납 또는 주 -납 합  착과 동 적  물   해 다. 해  
농  적절한 간격  하 다. 농 가 정  었 ,  정치  가

었 , 주  또는 납염   가 에 하는 양  에 보 해 다. 주  또는 납염  
접 첨가하거나 또는 물  염 액 또는 염  함 하는 액  첨가함  보 한다. 한가  접

근  주  또는 납염  농 가 가함에 라 단 히 제공하는 것 다. 그 에 농 가 
정량  가 었 , 사  액  정량  폐 하고 하는 양  새  액  공 하여 
필 한 주  또는 납염  보 한다.

상  보 에   농 가 량  약 300㎛ㆍdm
2

/ℓ에 해당하는 8 내  10g/
ℓ가    사    한다.

농  정량적  원 흡 에 해 행해 다. 에 해 는 농  간단
히 함 , 본  제1양태에   주 , 납 또는 주 -납 합 피  실제 께  
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연 적    는 식에 라  조절    한다.  공정  납  
여하  해 전  또는   또는 합 에 주 , 납 또는 주 -납 피  하  
하여 채택 는 것  하다.

본  제2양태는 무전해 주 , 납 또는 주 -납 합  에 한 것 다. (A)  주 염, 
 납염  그것  합물  루어   택  염 , (B) 들 염  해할  

는 산, (C) 티 아 또는 그것  체  태가 람 한 착제  택적  원제  루어  
 조제할 , 새  무전해 에  염  첨가한다. 제2양태   에 첨가  
염  하여  안정하고, 착  피  균 하다는 점  다.  (A) 내  (C)  원제

는 한  같다. 여  사 는  염에는 , 염  제1 , 염  제2 , 
, 산  제1 , 산  제2 , 아 트산 ,  폰산    카 복실산 가 포함

다. 염  람 하게는 약 0.01 내  5g/ℓ만큼,  람 하게는 약 0.1 내  3g/ℓ만큼 새  
또는 보 에 첨가하는 것  람 하다.

제2양태   사 하여 학적 또는 무전해  행하는  어 , 제1양태   결합   
다. 다시 말해  제2양태  에  무전해  내   하고 농  가에 
비 해   주  /또는 납염  보 하  행 다.

 염  함 하는 새  무전해 주 , 납 또는 주 -납 합     조  
종료시  전  사 에 걸쳐 안정하  라  처  SMT- 향 미 피치 과 
칩 에 적   는 균 한 주 , 납 또는 주 -납 합  피  항상 착할  다.

본  제1  제2양태  무전해 , 전   또는 합 에 납 능  제공하  
한 적   무전해 하는  채택하는 것  하 ,  합  포함하고 
는 다  물 상에 무전해  하는  적 할  다.

[실시 ]

본  실시  한정하  한 것  아니라  하  하여 아래에 하 다.

[실시  1]

 80℃  에  학적 주 -납 합  행 는 다 과 같  조  무전해 주 -납 
합  에 계 해  침 하 다.

에 농 는 원 흡 에 하여 간격  어 하 다.

농 가 0.5g/ℓ  가 었 는 언제나 다 과 같  보 물(1) 내  (3)  시  비  에 제공
하 다. 착 는 13㎛/15 고 내에 가 8g/ℓ가   정하게 다. 량  

260㎛ㆍdm
2

/ℓ 다.

[ 조 ]

탄 폰산                      50g/ℓ

탄 폰산주                 20g/ℓ

탄 폰산납                   13g/ℓ

티 아                      75g/ℓ

차아 산나트                 80g/ℓ

시트 산                          15g/ℓ

제                       5g/ℓ

EDTA                             3g/ℓ

pH                                  2.0

보 물(1):                        5㎖/ℓ

탄 폰산주                  400g/ℓ

탄 폰산                        180g/ℓ

보 물(2):                         5㎖/ℓ

탄 폰산납                     380g/ℓ

탄 폰산                        240g/ℓ

보 물(3):                         15㎖/ℓ

티 아                         120g/ℓ

차아 산나트                   3g/ℓ

시트 산                            25g/ℓ

[실시  2]
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하  같  조   제조하여  농 가 4.5g/ℓ가  탄 폰산 제1  첨가하
다.

 농  4.5g/ℓ  5.0g/ℓ 사  에  조절하  80℃  에  무전해  행
는 에  계  침 하 다.

 농 가 0.5g/ℓ  가  는 언제나,  농 가 상한  5.0g/ℓ에 달한 에는  
1/10 피만큼  폐 하고 조절   농  하  하여 동  피  다 과 같  보
물  에 공 하 다. 착 는 13㎛/15 었고, 20  보 동안에 실 적  정하게 하
다. 내에   농 는 원 흡  하 다.

[ 조 ]

탄 폰산                       50g/ℓ

탄 폰산주                  20g/ℓ

탄 폰산납                    13g/ℓ

탄 폰산제1             4.5g/ℓ( 양 )

티 아                        75g/ℓ

차아 산나트                   80g/ℓ

시트 산                            15g/ℓ

제                         5g/ℓ

EDTA                                3g/ℓ

pH                                     2.0

                                   80℃

[보 물]

탄 폰산                         50g/ℓ

탄 폰산주                    22g/ℓ

탄 폰산납                      15g/ℓ

티 아                          83g/ℓ

차아 산나트                     80g/ℓ

시트 산                              15g/ℓ

제                          5g/ℓ

EDTA                                 3g/ℓ

pH                                      2.0

[실시  3 내  9  비 실시  1 내  3]

그 에  갖는  시험  다 과 같  조  NO.3  내  9(본  실시 )  
NO.10 내  12(비 실시 )  에 침 하 다.

80℃  에  주  또는 주 -납 합 층  시험  상에 착하 다.  공정  여러  
복하고 게 해  얻  착물  께  조  각 싸 클  종료한 에 조사하 다.

[ 조  NO.3]

탄 폰산                       30g/ℓ

탄 폰산제1주            20g/ℓ

탄 폰산납                    13g/ℓ

티 아                        75g/ℓ

차아 산나트                  80g/ℓ

시트 산                           15g/ℓ

EDTA                               3g/ℓ

산                            0.5g/ℓ

pH                                    2.0

[ 조  NO.4]

탄 폰산                        50g/ℓ
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탄 폰산제1주             20g/ℓ

탄 폰산납                    13g/ℓ

티 아                        75g/ℓ

차아 산나트                  80g/ℓ

시트 산                           15g/ℓ

EDTA                               3g/ℓ

탄 폰산                   3g/ℓ

pH                                    2.5

[ 조  NO.5]

플루 산                     20g/ℓ

제1주                    20g/ℓ

납                            50g/ℓ

티 아                         80g/ℓ

피 산                            200g/ℓ

차아 산나트                    50g/ℓ

                         5g/ℓ

pH                                     0.8

[ 조  NO.6]

제1주                     20g/ℓ

납                             50g/ℓ

플루 산                      60g/ℓ

티 아                          80g/ℓ

차아 산                             50g/ℓ

산 제1                         1g/ℓ

pH                                      1.8

[ 조  NO.7]

제1주                      20g/ℓ

납                             10g/ℓ

플루 산                       200g/ℓ

티 아                          50g/ℓ

차아 산                              150g/ℓ

산 제1                          2g/ℓ

pH                                       1.8

[ 조  NO.8]

제1주                       50g/ℓ

플루 산                        200g/ℓ

티 아                           50g/ℓ

차아 산나트                      30g/ℓ

염 제2                           0.1g/ℓ

pH                                        0.8

[ 조  NO.9]

탄 폰산제1주                  20g/ℓ

티 아                             120g/ℓ

차아 산나트                        80g/ℓ
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차아 산                                40g/ℓ

아 트산                    0.5g/ℓ

pH                                         1.1

[ 조  NO.10]

탄 폰산                             70g/ℓ

탄 폰산제1주                   20g/ℓ

탄 폰산납                          13g/ℓ

티 아                              75g/ℓ

차아 산나트                         80g/ℓ

시트 산                                  15g/ℓ

EDTA                                     3g/ℓ

pH                                          2.0

[ 조  NO.11]

플루 산                           200g/ℓ

제1주                          20g/ℓ

납                                  10g/ℓ

티 아                               50g/ℓ

차아 산                                  150g/ℓ

차아 산나트                          30g/ℓ

pH                                           0.9

[ 조  NO.12]

플루 산                            20g/ℓ

플루 산나트                    10g/ℓ

제1주                            20g/ℓ

납                                   50g/ℓ

티 아                                80g/ℓ

차아 산나트                           50g/ℓ

pH                                            0.9

각각  에 한 착물  께  조  조사하여,  NO.3 내  9에 한 착물   NO.10 
내  12에 한 것 보다 조제한   조  종료시  께  조  보다  균 하다는 
것  알았다.  NO.7(실시 )   NO.11(비 실시 )에 한 착물에 하여, 제1 는 량과 
해  착물  합 조  나타내고 제2 는 량과 해  착물  께  나타낸다.

  조제   조  종료시  전  사 에 걸쳐 안정하  라  항상 
미 피치 SMT에 적 는 균 한 께  합 조  피  착하는 무전해 주 , 납 또는 주 -납 합

 하 다.

람 한 실시  생각 는 것에  본  했  다  과 개량등  당 야에  에
게는 하다. 그러므 , 본   실시 만 한정  않  첨  특허청   사
상과 내  해 어야 한다.

(57) 청  

청 항 1 

 주 염 나,  납염, 또는  주 염과  납염, 들 염  해시킬  는 산 
 착제  포함하는 무전해  사 하여   합 에 주 , 납 또는 주 -납합  무전

해 하는 공정과,  주 염 나,  납염, 또는  주 염과  납염  에 
해 어 나 는  농  가에 비 하여 보 하는 공정  어 는 것  특징  

하는 주 , 납 또는 주 -납 합  무전해 하는 .

청 항 2 

제1항에 어 ,  주 염 나,  납염, 또는  주 염과  납염  0.5 내  30g/
ℓ  양  함 어 고, 산  50 내  200g/ℓ  양  함 어 , 착제는 50 내  200g/ℓ
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 양  함 어 는 것  특징  하는 .

청 항 3 

제1항에 어 , 착제는 티 아 또는 그것  체  것  특징  하는 .

청 항 4 

제1항에 어 , 무전해  원제   포함하는 것  특징  하는 .

청 항 5 

제4항에 어 , 원제는 차아 산 또는  차아 산염  것  특징  하는 .

청 항 6 

제4항에 어 , 원제는 30 내  300g/ℓ  양  함 어 는 것  특징  하는 .

청 항 7 

 주 염 나,  납염, 또는  주 염과  납염, 들 염  해시킬  는 산 
 착제  포함하는 새  무전해 에  염  첨가하는 공정, 상   사 하여 
합 에 주 , 납 또는 주 -납합  무전해 하는 공정과,  주 염 나,  납염, 

또는  주 염과  납염  에 해 어 나 는  농  가에 비 하여 
보 하는 공정  어 는 것  특징  하는 주 , 납 또는 주 -납 합  무전해 하는 

.

청 항 8 

제7항에 어 ,  주 염 나,  납염, 또는  주 염과  납염  0.5 내  30g/
ℓ  양  함 어 고, 산  50 내  200g/ℓ  양  함 어 , 착제는 50 내  200g/ℓ

 양  함 어 는 것  특징  하는 .

청 항 9 

제7항에 어 , 착제는 티 아 또는 그것  체  것  특징  하는 .

청 항 10 

제7항에 어 , 무전해  원제   포함하는 것  특징  하는 .

청 항 11 

제7항에 어  원제는 차아 산 또는  차아 산염  것  특징  하는 .

청 항 12 

제7항에 어 , 원제는 30 내  300g/ℓ  양  함 어 는 것  특징  하는 .

청 항 13 

제7항에 어 ,  염  0.01 내  5g/ℓ  양  새  에 첨가하는 것  특징  
하는 .

    1
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